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摘要(译)

本发明提供一种形成薄膜器件用金属膜的方法，以具有一定的平缓锥
角。该方法是通过湿法蚀刻步骤和干法蚀刻步骤的组合制造方法生产金
属膜如薄膜器件的光闸膜的改进的精细加工方法。初步地，抗蚀剂膜的
横截面形状形成为在两个端部处具有一定的锥角。因此，在干蚀刻步骤
期间，蚀刻剂气体可以沿着抗蚀剂的侧壁平稳地流过，因此金属膜可以
形成为沿着蚀刻剂气体的流动线具有平缓的锥角。因此，根据本发明，
可以显着提高诸如用于LCD的TFT之类的薄膜器件的生产效率和质量。
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